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宇宙空間において宇宙機が自己の位置、姿勢、加速

度を感知することは必須であるが技術的に容易ではない。

衛星のミッション成否にも大きく影響するため、特に小型

軽量かつ高精度なセンサー類が常に強く望まれる。 

１．概要（Summary） 

JAXA では加速度センサーとして広いダイナミックレン

ジと感度マイクロ G 程度の実現を試みている。今回は

35µm厚の螺旋形シリコンビームを ICP加工で実現した。 
微小加速度を検出する原理を Fig.1に示す。加速度が

垂直方向に働く他に、容量測定のために電圧を印加する

と電極間に引力が働くが、3 次式なので解析的に解ける。 

1. Natural length

MG = kx0

2. Position where many 
forces are balanced

d1

x2

 
 Fig.1  Principle of the accelerometer. 
 

・利用した主な装置 
２．実験（Experimental） 

真空蒸着装置、スピンコーター、マスクアライメント露光

装置、アルゴンミリング装置、多目的エッチング装置 
・実験方法 

SOI 基板のデバイス層に螺旋形状の加速度感知用の

ビーム(梁)を形成するために、今回はあらかじめパターニ

ングされた金メッキをマスクに ICP 加工することとした。作

製プロセスを簡単に示す。 
・薄く下地蒸着(Ti 及び Au)(8 連蒸着装置) 
・フォトレジストでパターン形成 
・メッキ(JAXA 内) 
・レジスト剥離、下地剥離 
・ICP 加工(途中で BOX 層除去あり)。 

加速度感知用ビームと対向電極を組み合わて、Fig.2
に示す素子を作製した。現在容量測定中である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 
 
 
Fig.2 Photographs of manufactured Element for 

evaluations. 

・用語説明 
４．その他・特記事項（Others） 

ICP：Inductively Coupled Plasma(誘導結合プラズマ)
の略。プラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発

生させて得られる高温のプラズマを利用する。 
SOI：Silicon on Insulator の略、絶縁膜上に形成した単

結晶シリコンを基板とした半導体、および半導体技術 
BOX 層：Buried Oxide の略。支持用シリコン基板と

デバイス用シリコン単結晶層の間の埋込絶縁層。 
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